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소프트 리소그라피를 응용한 잉크젯 미세 전극 형성 
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1. 서론 

 

최근 포토리소그라피 공정을 대체 할 수 있

는 신 공정 연구가 활발히 진행되고 있다. 특

히 단순한 제조 공정 및 유연 기판에 직접 패

터닝 할 수 있다는 장점을 가지고 있는 잉크

젯 인쇄 기술 (Inkjet printing technology) 이 유

연 디스플레이 산업을 위한 차세대 기술로서 

각광 받고 있다. [1]  

하지만 잉크젯 인쇄 기술을 응용 시 고 해

상도의 전극 패턴을 형성하기 위한 잉크젯 노

즐 사이즈 축소로 인하여 발생되는 노즐의 클

로깅 (Clogging) 문제, 기판의 소수성 표면 처

리시의 잉크의 유동학적 불안정성 등으로 인

한 고 해상도 패턴 구현의 한계점을 보여주고 

있다. [2]  

본 연구에서는 최근 수 나노미터의 미세 패

턴이 구현이 가능한 기술로서 각광 받고 있는 

소프트 리소그라피 기술 [3-4] 을 응용하여 상

이한 젖음성 (Wettability) 표면을 가지는 구조

를 형성하여 고 해상도의 전극 패턴을 형성 

하는 방법을 제시한다. (poly)dimethyl siloxane 

(PDMS) stamp 를 사용한 나노 임프린트 (nano-

imprint) 수행 시의 압력, 시간에 따른 결과 및 

구조물의 상이한 젖음성을 위한 UV 처리 시

간의 영향을 체계적으로 분석하였다. 또한 열 

소결 과정을 통하여 패턴의 비저항 측정이 이

루어졌다. 

 

2. 실험 과정 

 

고해상도의 패턴제작을 위한 공정단계를 

Fig. 1 에서 보여주고 있다. PDMS stamp 을 이

용하여 스핀 코팅된 SU-8 용액을 나노 임프린

트 공정을 이용하여 stamp 의 각인되어 있는 

패턴을 전사 시킨다. 이 후 임프린트 된 SU-8 

구조물에 UV 처리를 통하여 소수성 표면을  
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Fig.1 Fabrication process for high-resolution 

conductive pattern 

 

형성 시킨다. 그 위에 낮은 표면 에너지
를 가지고 있는 FC 필름을 마이크로 컨택 프

린팅 (Micro-contact printing) 기술을 통하여 전

사 시킨다. 잉크젯 프린팅 공정은 MicroFab 사

의 30 um 노즐 및 Harima 사의 은 나노 입자

를 함유하고 있는 잉크가 사용되었다. 잉크젯 

프린팅 후 생성되어 FC film 에 잔여 하고 있

는 잉크 흔적을 제거하기 위하여 리프트 오프 

(Lift-off) 공정이 사용되었다. 마지막으로 은 

나노 입자 성장을 통한 전도성 패턴을 구현 

하기 위하여 열 소결 (Thermal sintering) 작업을 

진행하였다.   

 

3. 결과 

 

열가소성 및 광 반응성의 특성을 가지고 있

는 SU-8 은 UV 파장에 의하여 경화가 진행되

며 화학적 반응으로 인하여 친수성의 표면으

로 변화된다. 이에 따라서 임프린트된 SU-8 구

조물을 UV 처리 시간에 따라서 표면의 접촉

각 측정 실험을 수행하였으며 그 결과를 Fig. 2 

에서 나타내고 있다. 약 5 분의 UV 처리시간
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은 낮은 접촉각 측정 값을 보여주었으며 이는 

친수성 표면으로서 적합함을 나타낸다. 장시간

의 UV 처리 시간은 더욱 낮은 접촉각 결과를 

보여주었지만 화학적 반응으로 인한 SU-8 

structure 와 기판간의 접합 강도의 약화로 인

하여 공정 조건으로서 사용될 수 없음을 보여

주었다. 

 
 

Fig. 2 Variation of wettability of SU-8 surface by UV 

treatment time  

 

이 후 FC 필름을 전사 시켰을 때 약 104° 의 

상이한 젖음성을 가지는 패턴을 생성 할 수 

있었다. Fig. 3 는 리프트 오프, 열 소결 과정을 

거친 후의 고 해상도의 잉크젯 전극 패턴 형

성의 결과를 보여준다. 
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Fig.3 Fabricated Ag lines  

 

이 후 비저항 측정 결과, 7.8 um 의 선폭을 가

지는 라인에서는 9.4 uΩ·cm, 2.8 um 의 라인에

서는 7.3 uΩ·cm 의 값이 산출 되었다. 이는 고 

해상도를 가지는 라인에서도 잉크 액적 내의 

은 나노 입자들이 고르게 분포하여 소결 되었

다는 것을 입증한다.  

 

4. 결론 

 

본 연구에서는 소프트 리소그라피 기술을 

응용한 고해상도의 잉크젯 전극 패턴을 형성 

하는 방법을 제시 하였다. 소프트 리소그라피

를 이용하여 상이한 젖음성을 가지는 미세 패

턴을 형성 하였으며 이는 잉크젯 프린팅을 통

한 고 해상도의 전극 패턴을 형성 하는데 기

여할 수 있음을 확인하였다. 최종 비저항 측정

결과를 통하여 전도성 패턴으로 사용할 수 있

음을 확인 하였으며 본 연구가 다양한 소자 

제작을 위하여 응용 될 수 있음을 보여주었다. 
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